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Resumo da palestra: Os filmes DLC possuem propriedades para aplicacoes
tecnoldgicas metalmecanicas tais como ultra-baixo atrito, alta resisténcia ao desgaste
e elevada inércia quimica. Entretanto, os filmes DLC apresentam baixa ou nula adesao
em ligas ferrosas. O uso de intercamadas possibilitam a adesao de filmes DLC em agos.
Neste trabalho, diferentes intercamadas de silicio foram depositadas em diversas
condicbes de temperatura e tensdo de polarizacdo mediante tecnologia PECVD
aperfeicoada por confinamento eletrostatico gerando arquiteturas sanduiche ago AlSI
4140/intercamada/DLC. A estrutura quimica da intercamada e interface
intercamada/filme DLC foi analisada por XPS e a adesdo dos filmes DLC foi avaliada por
escleriometria linear. Tanto o aumento da temperatura quanto o aumento da tensao
de polarizacdo na deposicdo das intercamadas diminuem a concentracdo das espécies
de SiO, e do oxigénio na intercamada e aumenta a carga critica de delamina¢do (maior
adesdo) dos filmes DLC. Um mecanismo de adesdao quimica foi proposto onde a queda
na concentracdo de oxigénio aumenta a concentracdo de ligacdes quimicas C-C e Si-C
entre os elementos quimicos da intercamada e do filme DLC aumentado a adesdo
macroscopica dos filmes DLC. Estas descobertas permitem definir as faixas de
operacdo para deposicao de intercamadas que viabilizem filmes DLC de alta aderéncia.



